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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Photopolymerisierbares Aufzeichnungselement und Verfahren zur Herstellung von flexographischen 
Druckformen 

(§) Photopolymerierbares Aufzeichnungselement und Ver- 
fahren zur Herstellung von flexographischen Druckfor- 
nnen, wobei das photopolymerisierbare Aufzeichnungs- 
elennent einen Schichttrager, mindestens eine photopoly- 
merisierbare Schicht, eine adhasionvermittelnde Wachs- 
schicht und eine gegen IR-Strahlung empfindliche und 
gegenuber aktinischer Strahlung opake Schicht umfasst. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein pholopolynierisierbai'es Aufzeichnungselement und ein Verfahren zur Herstellung von fle- 
xographischen Druckfornien, wobei das photopolymerisierbare Aufzeichnungselement mindestens einen Schichttrager, 
5 mindestens eine photopolymerisierbare Schicht, enthalrend mindestens ein polymeres Bindemittel, mindestens eine 
ethylenisch ungesattigte, copolymerisierbare oiganische Verbindung und mindestens einen Photoinitiator oder ein Pho- 
toinitiatorsystem, und eine gegen IR-Strahlung empfindliche und gegeniiber aktinischer Strahlung opake Schicht um- 
fasst. 

Es ist bekannt fur die Herstellung von fiexographischen Druckformen photopolymerisierbare Aufzeichnungselemente 
10 zu verwenden, bei denen die Druckoberflache durch bildmassiges Belichten einer durch aktinische Strahlung photopoly- 
merisierbaren Schicht und anschliessendes Entfemen der unbelichteten, nicht photopolymerisierten Bereiche erzeugt 
wird. Beispiele hierfiir finden sich in den US Patenten in US 4,323,637; US 4,427,749 und US 4,894,315. Solche photo- 
poly men si erbaren Aufzeichnungselemente setzen sich ublicherweise aus einem Schichttrager, ggf. einer Haftr oder an- 
deren Unterschichten, einer oder mehreren photopolymerisierbaren Schichten enthaltend mindestens ein polymeres Bin- 
is demittel, mindestens ein Monomer und mindestens einen Photoinitiator, ggf. einer elastomeren Zwischenschicht und ei- 
ner Deckschicht ziisammen. 

Die bildmassige Belichtung der photopolymerisierbaren Aufzeichnungselemente erfolgt ublicherweise durch Aufle- 
gen einer Photovorlage, Entfemen der Luft mittels eines Vakuumrahmens und voUflachige Belichtung. Bei der Photovor- 
lage handelt es sich um eine Maske, meist ein photograph! sches Negativ, mit fur aktinische Strahlung opaken Bereichen 

20 und solchen, die fur aktinische Strahlung durchlassig sind. Die durchlassigen Bereiche erlauben die Photopolymerisation 
der darunter liegenden Bereiche der photopolymerisierbaren Schicht bei BesUrahlung mit aktinischer Strahlung, und die 
opaken Bereiche der Maske verhindem die Photopolymerisation der darunter liegenden Bereiche der photopolymerisier- 
baren Schicht, so dass diese bei der Entwicklung entfemt werden konnen, Photovorlagen mit wachshaltigen Trenn- oder 
Gleitschichten sind aus der US 4,711,834 bekannt, und in der DE-C 39 41 493 sind Farbpriifdrucke mit Wachsschichten 

25 zwischen der farbgebenden Pigmentschicht und der bildmassig belichteten Schicht des Aufzeichnungsmaterials be- 
schrieben. 

Die gcnanntcn Photovorlagen wciscn zahlrcichc Nachtcilc auf, wic z.B. Tcmpcratur- und Fcuchtigkcitscmpfindlich- 
keit oder auch umstandliche und zeitaufwendige Korrekturmoglichkeiten. Es wurden daher digitale Verfahren und die 
dazugehorigen Materialien entwickelt, die kein photographisches Negativ benotigen. Solche Aufzeichnungsmaterialien 

30 umfassen ein iibliches photopolymerisierbares Aufzeichnungselement wie im vorhergehenden beschrieben und zusatz- 
lich eine integrierte Maske. Sie sind in WO 94/03 838, WO 94/03 839, WO 96/16 356 und EP-A 0 767 407 beschrieben. 
Bei der integrierten Maske handelt es sich um eine IR-empfindliche Schicht, die fur aktinische Strahlung undurchlassig 
ist. Diese IR-empfindliche Schicht wird digital bebildert, wobei das IR-empfindliche Material verdampft oder an einer 
daruber liegenden Folic fixiert wird. Durch anschUessende voUflachige Belichtung des photopolymerisierbaren Auf- 

35 zeichnungselements durch die so hergestellte Maske, Aus waschen der nicht photopolymerisierten Bereiche und der ver- 
bliebenen Bereiche der IR-empfindlichen ScKicht und Trocknen des Elements wird eine flexographische Druckform er- 
halten. Diese AufzeichnungsmateriaUeii koimen ausserdem verschiedene Hilfs schichten zwischen der photopolymeri- 
sierbaren Schicht und der IR-empfindlichen Schicht enthalten. 

Sokhe Aufzeichnungselemente des Standes der Technik weisen jedoch einige Nachteile auf. Zum einen ist die Haf- 

40 . tung der IRempfindlichen Schicht auf der photopolymerisierbaren Schicht oder ggf. dazwischenliegenden Hilfsschichten 
oft nicht ausreichend, so dass es zu falschem Ablosen der IR-empfindlichen Schicht kommt. Auch sind diese IR-Schich- 
ten extrem empfindlich und werden bei der Handhabung im Produktionsbetrieb sehr leicht mechanisch beschadigt. 

Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, photopolymerisierbare Aufzeichnungselemente zur Her- 
stellung von fiexographischen Dnickfonnen zur Verfiigung zu stellen, die die beschriebenen Nachteile der Materialien 

45 des Standes der Technik nicht aufweisen, ohne dass andere wesentliche Eigenschaften der photopolymerisierbaren Auf- 
zeichnungselemente Oder der daraus hergestellten flexographische Druckformen negativ beeinflusst werden. 

Diese Aufgabe wurde gelost durch ein photopolymerisierbares Aufzeichnungselement umfassend einen Schichttragei; 
mindestens eine photopolymerisierbare Schicht enthaltend mindestens ein polymeres Bindemittel, mindestens eine ethy- 
lenisch ungesattigte, copolymerisierbare oiganische Verbindung und mindestens einen Photoinitiator oder ein Photoini- 

50 tiatorsystem, und eine gegen IR-Strahlung empfindliche und gegeniiber aktinischer Strahlung opake Schicht, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass zwischen der photopolymerisierbaren Schicht und der IR-empfindlichen Schicht eine adhasionsver- 
mittelnde Wachsschicht vorhanden ist, und ein Verfahren zur Herstellung von fiexographischen Druckformen unter Ver- 
wendung eines solchen Aufzeichnungselements. 

Uberraschenderweise wird durch die erfindungsgemasse Wachsschicht die Adhasion der IR-empfindlichen Schicht 

55 zur photopolymerisierbaren Schicht erhoht. Dies war um so erstaunlicher als Wachse ublicherweise als Trenn- oder 
Gleitmittel verwendet werden, wie dies auch in der DK-C 39 41 493 fur Farbprutcirucke und in der US 4,711,834 fur ub- 
liche Photovorlagen beschrieben ist. Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung ist, dass durch die zusStzliche 
Wachsschicht die mechanische Empfindlichkeit der IR-empfindlichen Schicht weitgehend eliminiert werden kann. Aus- 
serdem wird bei der Laserbelichtung ca, 15% weniger Eneigie benotigt als bei der Verwendung von IR-Schichten ohne 

60 Wachsschicht. 

Die Dicke der erfindungsgemassen Wachsschicht betragt 0,02-1,0 pm, bevorzugt 0,05-0,5 pm. Geeignete Wachse 
sind alle naturlichen und synthetischen Wachse, insbesondere Polyolefin wachse, Paraffinwachse, Gamaubawachse, 
Montanwachse, Stearin- uhd/oder Steramid wachse. Bevorzugt werden Wachse mit einer Erweichungstemperatur > 
70°G, bevorzugt 80-160''G, besonders bevorzugt 90-150°C, verwendet. Insbesondere Poly ethylen wachse mit einer Er- 
65 weichungstemperatur oberhalb 90''C eigenen sich fiir die Herstellung der erfindungsgemassen Adhasionsschichten. 

Die erfindungsgemasse Wachsschicht kann durch iibliche Verfaliren, wie z. B. Vergiessen, Verdrucken, oder Versprii- 
hen von Dispersionen in geeigneten Losemitteln und anschUessende Trocknung hergestellt werden. Zusatze wie Netz- 
mittel CJiesshilfsmittel, etc. konnen verwendet werden. Bevorzugt wird die Wachsschicht im Tiefdruckverfahren entwe- 
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der auf die TR-empfindliche Schicht oder auf das photopolymerisierbare Aufzeichnungselement aufgebracht, Insbeson- 
dere die Aufbringung auf die IR-empfindliche Schicht ist bevorzugl. 

Bei der TR-empfindlichen Schicht handelt es sich bevorzugt uiii eine im Entwickler losliche oder dispergierbare 
Schicht, die gegenuber UV- bzw. sichtbarem Lichi opak ist, d. h. eine optische Dichte von > 2,5 aufweist, und mittels 
IR-Laser bebilderbar ist. Diese Schicht enthali ein IR-absorbierendes Material init einer hohen Absorption im Wellenlan- 5 
genbereich zwischen 750 und 20 000 nm. wie z. B. polysubstituierte Phthalocyaninverbindungen, Cyaninfarbstoffe, Me- 
rocyaninfarbstoffe, etc. oder anorganische Pigmente wie z. B. Russ, Graphit, Chromoxide, etc. oder Metalle wie Alumi- 
nium, Kupfer, etc. Die Menge des IR-absorijierenden Materials betragt ublicherweise 0,1-40 Gew.-% bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Schicht. Um die optische Dichte von > 2,5 gegenuber der aktinischen Strahlung zu erhalten enthalt 
die IRempfindliche Schicht ein die Transmission der aktinischen Strahlung verhindemdes Material, wie z. B. Farbstoffe lo 
oder Pigmente, insbesondere die o. g. anorganischen Pigmente. Die Menge dieses Materials betragt ublicherweise 
1-70 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Schicht. Ggf. enthalt diese Schicht ein poly meres Bindemittel, wie 
z. B. Nitrocellulose, Homo- oder Copolymere von Acrylaten, Met.hacrylaten und Styrolen, Polyamide, Polyvinylalko- 
hole, etc. Weitere Hilfsmittel wie Weichmacher, Giesshilfsmittel, etc. sind moglich. Die IR-empfindtiche Schicht wird 
ublicherweise durch Giessen oder Drucken einer Losung bzw. Dispersion der o. g. Bestandteile auf eine abziehbare 15 
Deckschicht, z. B. aus Polyethylen oder Polyethylenterephthalat, und anschliessende Trocknung hergesteUt. Die Dicke 
der IRempfindlichen Schicht betragt ublicherweise 2 nm bis 50 pm, bevorzugt 4 nm bis 40 pm. Diese IR-empfindlichen 
Schichten und ihre Herstellung sind z. B. im Detail in der WO 94/03 838 und der WO 94/3 839 beschrieben. 

Das so erhallene Deckelement aus einer abziehbaren Deckfolie, einer IR-empfindlichen. Schicht und einer erfindungs- 
gemassen Adhasionsschicht wird dann so mit einer photopolymerisierbaren Schicht in Verbindung gebracht, dass die 20 
Adhasionsschicht in Kontakt mit der photopolymerisierbaren Schicht ist. Dies kann durch Lamination des genannten 
Deckelements auf ein photopolymerisierbares Aufzeichnungselement, umfassend einen Schichttrager, mindestens eine 
photopolymerisierbare Schicht und ggf. Hilfsschichten, wie z. B. einer Haftschicht zwischen der photopolymerisierbaren 
Schicht und dem Schichttrager oder einer Sperrschicht auf der zur erfindungsgemassen Wachsschicht gewandten Ober- 
flache der photopolymerisierbaren Schicht, erfolgen oder die photopolymerisierbare Schicht wird direkt zwischen das 25 
o. g. Deckelement und den SchichlLriiger, uiit oder ohne Hilfsschichten, extrudiert. 

Als photopolymerisierbare Schichten cigncn sich aUc bckanntcn, iibHchcrwcisc cin clastomcrcs Bindemittel, cin Mo- 
nomer und einen Photoinitiator enthaltenden, Materialien. Als elastomere Bindemittel eignen sich beispielweise Polyal- 
kandiene, Alkadien/Acrylnitril-Copolymere, Ethylen/Propylen/Alkadien-Copolymere, Etylen/(Meth)Acrylsaure/ 
(Meth)Acrylat-Copolymere und thermoplastisch elastomere Blockcopolymere aus Styrol und Butadien oder Isopren. 30 
Bevorzugt werden Lineare und radiale thermoplastisch elastomere Blockcopolymere aus Styrol und Butadien oder Iso- 
pren verwendel. Die Menge des Bindemittels beUragt bevorzugt mindestens 65 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht 
der Schicht. Als Monomere konnen iibiiche etylenisch ungesattigte, copolymerisierbare organische Verbindungen, wie 
z. B. Acrylate und Methacrylate von ein- oder mehrwertigen Alkoholen, (Meth)acrylaimde, X^nylether und -ester, etc., 
insbesondere Acryl- und/oder Methacrylester von Butandiol, Hexandiol, Diethylenglykol, Trimethylolpropan, Pentaery- 35 
thrit, etc, und Gemische solcher Verbindungen verwendet werden. Die Menge der Monomeren betragt bevorzugt minde- 
stens 5 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Schicht. Als Photinidatoren konnen einzelne Photoinitiatoren oder 
auch Photoinitiatorsysteme verwendet werden, wie z. B. Benzoinderivate, Benzilacetale, Diarylphosphinoxide, etc. auch 
im Gemisch mil Triphenylphosphin, tertiaren Aminen, ete. Die Menge der Photoinitiatoren betragt ublicherweise 
0,001-10 Gcw.-% bezogen auf das Gesamtgewicht der Schicht. Ggf. enthalten die photopolymerisierbaren MatetiaHen 40 
noch HilfssiolTe wie z. B. Inhibitoren, Weichmacher, Farbstoffe, Giesshilfsmitte, etc. Die Dicke der photopolymerisier- 
baren Schicht betragt fiir die sogenannten "diinnen Platten" 0,05-0,13 cm und fiir dickere Platten 0,25-0,64 cm. Es kon- 
nen eine oder nichrere dieser Schichten verwendet werden. Die Herstellung der verwendeten photopolymerisierbaren 
Schichten ertolgi durch Mischen der Bestandteile und Verarbeitimg der Mischungen mit Hilfe ublicher Techniken wie 
z. B. Giessen, Kalandrieren, Extrudieren, etc. Ubliche photopolymerisierbare Materialien und deren Herstellung sind 45 
dem Fachmann bekannt. Besonders bevorzugte photopolymerisierbare Materialien und ihre Herstellung und Verarbei- 
tung sind beispielsweise in US 4,323, 637; US 4,427,749 und US 4,894,315 beschrieben. 

Die Verarbeitungsschritte eines erfindungsgemassen Aufzeichnungselements, die die bildmassige Belichtung mit ei- 
nem IR-Laser, die voilflachige Belichtung mit aktinischer Strahlung, die Entwicklung, die Trocknung und die Nachbe- 
handlung umlassen, sind der WO 94/03 838 bzw. der WO 94/3 839 ausfuhrlich beschrieben. 50 

Zuerst wird, ggf nach der Entfemung der abziehbaren Deckschicht, die IR-empfindliche Schicht mit einem beliebigen 
ER-Laser, z. B. einem Diodenlaser mit einer Emisssion zwischen. 750 und 880 nm, bevorzugt 780 und 850 nm, oder ei- 
nem YAG-Laser init einer Emission bei 1060 nm, bildmassig beschrieben. Hierbei wird die IR-empfihdliche Schicht ver- 
dampft oder an der dariiberliegenden Deckfolie fixiert und mit dieser abgezogen. 

Die volHlachigc Belichtung des photopolymerisierbaren Aufzeichnungselements erfolgt mit ub lichen Strahlungsquel- 55 
len, wie z. B. Xcnonlanipen, Kohlebogenlampen, Quecksilberdampfiampen, Ruoreszenslampen mit UV-Strahlung emit- 
tierenden Lcuchisioffen, etc. Vor oder nach der Laserbehchtung bzw. vor oder nach der vollflachigen Belichtung kann 
eine Rucksciicnbciichtung durchgefiihrt werden. Diese kann dififus oder gerichtet mit den o. g. Lichtquellen erfolgen. 

Das Auswaschen der nicht photopolymerisierten Bereiche kann je nach verwendetem Bindemittelsystem mit Wasser, 
wassrigen oder halb-wassrigen TAsungen oder geeigneten organi.schen Entwicklerlasemitteln, wie z. B. aliphatischen 60 
Oder aromaiischcn Kohlenwasserstoffen wie n-Hexan, Petrolether, hydrierte Erdolfraktionen, Limonen oder anderen 
Terpenen oder Toluol, Isopropylbenzol, etc., Ketonen wie z. B. MethylethyLketon, halogenierten Kohlenwasserstoffen 
wie Chloroform, Trichlorethan oder Tetrachlorethylen, Estem wie z. B. Essigsaure oder Acetessigsaureester oder Gemi- 
schen der genannten LosemitteLn, durchgefiihrt werden. Zusatze wie Tenside oder Alkohole sind moghch. Hierbei wer- 
den die nicht photopolymerisierten Bereiche der photopolymerisierbaren Aufzeichnungsschicht, die verbhebenen Berei- 65 
che der IR-empfindlichen Schicht, die erfindungsgemasse Adhasionsschicht und eine ggf. vorhandene Sperrschicht ent- 
femt. 

Nach dem Trocknen konnen die so erhaltenen Druckformen zur Herstellung einer klebfreien Druckoberflache in be- 

3 
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liebiger Reihenfolge nachbelichtet und/oder cheiriisch bzw. physikalisch nachbehandelt werden. 

Die folgenden Beispiele sollen die vorliegende Erfindung verdeutlichen. Die angegebenen Teiie und Prozente bezie- 
hen sich, falls nichts anderes angegeben ist, auf das Gewicht.. 

Beispiele 

Eine 1 ; 2-Mischung aus Kohlenstoff-Rufi (Printex® 300 der Firma Degussa) und einem Poly amid-Bindemittel mit ei- 
nem Erweichungspunkt von 140°C (Macromelt® 6900 der Firma Henkel) in ToIuol/i-Propanol (1 : 1) wurde im Tief- 
druckverfahren auf eine Polyesterunterlage (75 pni) in einer Schichtstarke von 2.5 giver aufgebracht. Nach dem Trock- 
nen wurden auf Probestreifen der so hergestellten Rul3schicht verschiedene Wachsdispersionen (Tabelle 1) mit einem 
Ilandrakei (50 \xm) aufgebracht und bei Raumtemperatur getrocknet. Nach dem Trocknen hatten die Wachsschichten die 
in Tabelle 1 angegebenen Schichtdicken. Wachs 5 wurde im Tiefdruckverfahren aufgebracht. Diese wachsbeschichteten 
RuRschichten wurden dann bei lOO^C-ldCC so auf eine Photopolymerdruckplatte (CYRFJ ® HCS der Firma DuPont 
deren Druckschicht vorher entfemt worden war) in einem Cromalin® White Line Laminator der Firma DuPont auflami- 
niert, daB die Wachsschicht zum Photopolymer gerichtet war. Zum Vergleich wurde eine Polyamid/RuBschicht, die keine 
Wachsschicht besass, unter gleichen Bedingungen auflaminiert. AnschlieBend wurde die Polyesterdeckschicht von der 
RuBschicht mit der Hand abgezogen. Dabei muB die RuBschicht voUstandig auf der Photopolymeiplatte haften bleiben. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefasst. 



Wachsansatze 



Wachs 1 
Wachs 2 
Wachs 3 

Wachs 4 
Wachs 5 



Konzentration 
Gew.-% 

0, 05 

0,2 

0,1 

0,1 
0,1 



Tabelle 1 
Losemittel 



Isopropanol 

Isopropanol 

Dipropylen- 

glykolether 

Isopropanol 

ButoKyethanol 

/Wasser (1:1) 



Schichtdicke 
(pitt) 

0, 03 
0,1 
0, 05 

0,05 
0,05 



40 



45 



50 



55 



60 



Wachse 



1 . Polyolef inwachs 

2 . Paraff inwachs 
De lamination 

3 . Carnaubawachs 
Delainination 

4 . Carnaubawachs 
Del ami nation 

5 . Polyethylenwachs 
6- Ruiischicht 

ohne Wachs 



Tabelle 2 

Erweichungs- Teilchen- 



temp. [^C] 



93-99 



90-93 



82-86 



82-86 



138-143 



grosse Lum] 



Haftung zum 
Photopolymer 



3-6 keine Delamination 

10-15 keine 

1- 3 keine 

2- 4 keine . 

15-20 keine Delamination 

teilweise Delamination 



65 



Druckversuch 



In einem Maschinenversuch wurde eine RuBschicht wie oben beschrieben hergestellt (auf 75 Polyester), mit dem 
Wachs aus Versuch 5 wie oben beschrieben beschichtet und auf eine Photopolymerdruckplatte (CYREL® DUV 45 der 
Finna DuPont) bei ca. \&[fC wie oben beschrieben auflaminiert. Danach wurde die Polyesterschutzschicht von der Ru6- 
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schichi entfemt und in einem Cyrel® GDI Laser Imager der FirmaDuPont (14 Watt) wurden selektiv bildmaBige Struk- 
turen aus der RuBschicht herausgebrannl. Die verbleibenden bildinaBigen Restftachen der RuBschicht dienren als Phoio- 
niaske bei der anschlieBenden Belichlung der Platte mit aktinischem Licht in einem Cyrel® 1001 E Belichtungsgerat der 
Firma DuPont. Nach der Belichlung wurden die durch die RuBschicht geschutzten (unbelichteten) Teile der photopoly- 
merisierbaren Schicht (zusammen mit den verbliebenen Bereichen der RuBschicht und der WacHsschichO in einem Ent- 5 
wicklungsgerat Cyrel® 2001 P der Fimia DuPont mit Optisol® der Finna DuPont als Entwicklerlosemittel herausgewa- 
schen. Mit der so hergeslellten Flexodruckform wurden Druckversuche auf Papier und Polypropylenfolie durchgefuhrt. 
Die erhaltenen Druckergebnisse zeigten im Vergleich zu Standarddruckformen keine Nachteile oder Defekte. Dariiber- 
hinaus zeigten die Versuche, daB bei der Laserbelichtung ca. 15% weniger Hnergie benotigt wurde als bei Verwendung 
von RuBschichten ohne Wachs. 

Patentanspriiche 

1 . Photopolymerisierbares Aufzeichnungselement umfassend einen Schichttrager, mindestens eine photopolymeri- 
sierbare Schicht, enthaltend mindestens ein polymeres Bindemittel, mindestens eine ethylenisch ungesattigte, copo- 15 
lymerisierbare organische Verbindung und mindestens einen Photoinitiator oder ein Photoinitiatorsystem, und eine 
gegen IR-Strahlung empfindliche und gegenuber aktinischer Strahlung opake Schicht, dadurcli gekennzeichnet, 
dass zwischen der photopolymerisierbaren Schicht und der IRempfindlichen Schicht eine adhasionvermittelnde 
Wachsschicht vorhanden ist. 

2. Photopolymerisierbares Aufzeichnungselement nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der 20 

Wachsschicht 0,02-1 ,0 pm betragt. 

3. Photopolymerisierbares Aufzeichnungselement nach einem der Anspriiche 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, - 
dass die Dicke der Wachsschicht 0,05-0,5 pm betragt. 

4. Photopolymerisierbares Aufzeichnungselement nach einem der Anspniche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, dass 

als Wachse Polyolefinwachse, Paraffin wachse, Camaubawachse, Montanwachse, Stearin- und/oder Steramid* 25 
wachse verwendet werden. 

5. Photopolymerisierbares Aufzeichnungselement nach cincm dor Anspriiche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass 
die IR-empfindliche Schicht durch IR-Laserbestrahlung entfembar ist. 

6. Photopolymerisierbares Aufzeichnungselement nach einem der Anspriiche 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass 

die IR-empfindliche Schicht Russ enthalt. 30 

7. Photopolymerisierbares Aufzeichnungselement nach einem der Anspriiche 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, dass 
zwischen dem Schichttrager und der photopolymerisierbaren Schicht eine Haftschicht vorhanden ist. 

8. Photopolymerisierbares Aufzeichnungselement nach einem der Anspriiche 1 bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass 
zwischen der photopolymerisierbaren Schicht und der Wachsschicht eine Sperrschicht vorhanden ist. 

9. Photopolymerisierbares Aufzeichnungselement nach einem der Anspriiche 1 bis 8 dadurch gekennzeichnet, dass 35 
auf der der Wachsschicht abgewandten Oberfiache der IR-empfindlichen Schicht eine abziehbare Deckschicht vor- 
handen ist 

10. Verfahren zur Herstellung von flexographischen Druckformen, wobei 

a) die IR-empfindliche Schicht eines photopolymerisierbaren Aufzeichnungselements gemass einem der An- 
spriiche 1 bis 8 mit einem IR-Laser bildmassig strukturiert wird, und so eine Maske erzeugt wird, 40 

b) die photopolymerisierbare Schicht des photopolymerisierbaren Aufeeichnungselements durch vollflachige 
Belichtung mit aktinischer Strahlung durch die unter a) hergesteUte Maske bildmassig photopolymerisiert wird 
und 

c) die nicht photopolymerisierten Bereiche der photopolymerisierbaren Schicht, die verbliebenen Bereiche 

, der IR-empfindlichen Schicht und die adhasionsvermittelnde Wachsschicht durch ein oder mehrere Entwick- 45 
lerlpsemittel entfemt werden. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein photopolymerisierbares Aufzeichnungselement 
gemass Anspruch 9 verwendet wird und die abziehbare Deckschicht vor der IR-Laserbestrahlung oder nach der IR- 
Laserbestrahlung aber vor der vollflachigen Belichtung entfemt wird. 
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